
[3] ウェハプロセス (エッチング､酸化・拡散､CVD､イオン注入､蒸着､スパッタ) 

  

   

EPW による Si エッチャ、熱リン酸による SiN エッチャ、Si 電解エッチング装置     純水製造装置 

      

Si Deep RIE (深い反応性イオンエッチング)装置 (1992)  Si Deep RIE のウェハ貫通エッチングによる振動ジャイロ 

 
(M.Takinami, K.Minami and M.Esashi : High-Speed Directional Low-Temp. Dry     (J.Choi, K.Minami and M.Esashi : Application of Deep Reactive Ion Etching 

Etching for Bulk Silicon Micromachining, 11th Sensor Symp. (1992) 15-18)        for Silicon Angular Rate Sensor, Microsystem Tech., 2, 4 (1996) 186-199 



        

酸化拡散炉        RF 加熱常圧 CVD 炉 (Si3N4、SiO2、Poly-Si) (現物展示) 

 

       

TEOS (テトラエトキシシラン)ソース Al2O3-SiO2 CVD 炉        SiO2用 低温 CVD 炉 (現物展示) 



  

    イオン注入装置 (アクセレレータ社 200MP 中古) 

 

  

 Al, Cr-Cu-Au 蒸着装置    マグネトロンスパッタ堆積装置 

 


